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図１ FIB と IM＋SEMでのニッケルめっき皮膜の結晶観察結果の比較 
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集束イオンビーム（以下 FIB）加工と走

査イオン顕微鏡（以下 SIM）による観察は

めっき皮膜や軟質金属の結晶の評価に有効

な手法です。しかし、費用や時間の点で継

続的に実施することは困難です。 

 

ました。○○○○○○

      

FIB 加工と SIM観察を安価に代替できる

加工及び評価手法として、イオンミリング

（以下 IM）加工と走査型電子顕微鏡（以下

SEM）による評価が適用できないか検討を

行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イオンミリング加工で発生する「加工ス

ジ」を抑制できる条件を見出しました。 

SEMを用いて SIMと同様に微細な結晶

状態を観察できる条件を見出しました。 

これらを利用し、めっき条件の異なるニ

ッケルめっき皮膜を IMと SEMにより観察

し、FIB と SIM によるものと比較したとこ

ろ、同様の所見が得られました。 

また、異なるめっき条件間でのめっき皮

膜金属の結晶観察の比較結果より、めっき

皮膜の結晶性にはめっき浴中の添加材量が

大きく影響していることがわかりました。 
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